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(54) Projekéni soustava elektronového litografu

1

Tato soustava je uréena k formovani tva-

ru elekironového svazku emitovaného au-

toemisni katodou. \
Podstatou vynalezu je to, Ze stfed formo-

vaciho systému, ktery sestdvad z vychylova-

ciho ustroji pro vychylovéani elektronového

svazku, které je umisténo mezi dvéma na-

vzdjem stavitelnymi formovacimi clonami je

M

lektronového svazku pod autoemisni kato-
dou.
Projekéni soustava je urdena pro elektro-
noveé litografy a jim podobné elektronové
optické pfistroje. P

n
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Vynédlez se tyka projekiéni soustavy elek-
tronového litografu urdené Kk formovani
tvaru elekironového svazku emitovaného
autoemisni katodou.

Jednim ze =zdkladnich typl uspoFadani
projekéniho systému elektronovych litogra-
fa je takové, které umoZiiuje v poZadova-
ném sledu formovat ivar elektronového
svazku, vychéazejiciho z elektronové trys-
ky. Systém umoZiiujici formovéni obrazce
je konstrukén& zavisly na typu pouZitého
zdroje elektronfl. Doposud pouZivand uspo-
fadani pracuii se zdroji termoemisnimi, kte-
ré pracuji se dv&ma tvarovanymi clonami,
mezi kterymi je umisténa ¢ofka zobrazujici
rovinu horni formovaci clony do roviny clo-
ny spodni a déle vychylovaci dstroji, které
odklanénim svazku mezi clonami dosahuje
vytvoreni elektronového svazku poZadova-
ného tvaru v drovni spodni formovaci clo-
'ny. Tato rovina je potom zmenSen& zo-
brazovdna daldi elektronovd  optickou
soustavou na povrch substratu. Takto vy-
tvorend soustava nedosahuje dostateéng
velké proudové hustoty ve  formovaném
svazku. Déle je tato soustava relativné slo-
Zitd a médlo variabilni. Sefizeni soustavy je
komplikované vzhledem ke sta€eni obrazu
v z4avislosti na buzeni pFendSeci Colky. Pre-
néSeci fofka pracuje v pevném reZimu da-
ném vzdélenosti ocbhou clon, coZ komplikuje
situaci, protoZe je tieba zéroveil spinit po-
né ve stfedu vychylovaciho systému, aby
poloha spodni clony byla fixni. Tato okol-
nost vyZaduje dal3i sefizovaci prvek. Sy-
stémy pracujici s termoemisni katodou bez
prfenaleci Cofky vyuZivaji také jistym zpl-
sobem bodové projekce, ale na tdkor velké-
ho rozostfeni zobrazeni hran, protoZe osvét-

lovaci zdroj je relativnd veliky. Tyto systé- -

my majl jen velice wmaly rozsah rozméri
tvarovani svazku. Oba uvedené systémy po-
tfebuji pro posouzeni sefizeni systému clon
vybaveni prisiroje dal8im pozorovacim zafi-
zenim, v&tSinou elektronové optického typuy,
které znovu zmenSenou projekeci zvBtsi na
pozorovatelnou velikost a umoZni zdsahy do
sefizeni.

Tyto dosavadni nevyhody odstraiiuje pro-
jekéni soustava elektronového litografu ur-
gend k formovéani tvaru elektronového svaz-
ku, emitovaného autoemisni katodou, jejiZ
podstatou je, Ze stfed formovaciho systému,
ktery sestdvd z vychylovaciho tstroji pro
vychylovani elektronového svazku, ktery je
umistén mezi dvéma navzdjem stavitelnymi
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formovacimi clonami, je urden KkFiZistém
¢otky, uspofaddané v ose elektronového
svazku pod emisni katodou.

Pfednosti projekéni soustavy je vyuZiti
autoemisni katody k ziskani bodové projek-
ce, ktera zarucuje, Ze do roviny spodni for-
movaci clony je pfenesen obraz horni for-
movaci clony prakticky zostfeny, protoZe
t€ mezi ob&ma clonami a poloviéni vzdale-
nosti clon. Autoemisni zdroj elektrond je
zanedbatelné maly a dovoluje p¥i vyuZiti bo-
dové projekce konstrukci formovaciho za-
Fizeni bez prenaseci ¢ofky a zjednoduseni
vychylovaciho udstroji. Bodové projekce lze
soucdasné vyuZit k pfimému mnohonéasobné
zvétSenému zobrazeni tvarovaného svazku.
Systém clon lze timto zpfisobem snadno se-
Fidit za primého optického pozorovani op-
tickou lupou a tim odstranit nutnost dal3iho
pfidavného zafizeni ke zvétSovani piivodns
zmendenych strukiur pri sefizovani formo-
vanvych obrazcii.

Vynéalez bliZe objasni priloZeny vykres,
kde je zndzornéno optické schéma zaklad-
niho usporddani projekéni soustavy.

Projekéni soustava naznalend na piiloZe-
ném obrazku sestdvd z autoemisni katody 1,
priemZ v ose elektronového svazku je pod
ni umisténa &otka 2 vytvarejici kFiZiste 3,
které tvofi stfedni a osovy bod formovaciho
systému. Formovaci systém tvofi vychylova-
ci ustroji 5 pro vychylovani elektronového
svazku, které je uspoifddano mezi horni sta-
vitelnou formaci clonou 6 a spodni formo-
vaci clonou 7. Elektronovy svazek emito-
vany autoemisni katodou 1 vychdzi prak-
ticky z bodového zdroje elektron, jehoZ
rozmér je Fadovd desitky A. Této vyhodné
vlastnosti autoemisni katody 1 se vyuZiva
v projekéni soustavé, kde pomoci &olky 2
se pfena3i bodovy svazek emitovany autoe-
misni katodou 1 do mista daného kiFiZit&m
3, kde s minimalnimi vadami zobrazuje fik-
tivni elektronovy zdroj do mista, které je
prakticky stfedem formovaciho systému.
PoZadovany obrazec se potom vytvori pomo-
ci horni a spodni formovaci clony 6 a 7.
Posuv obrazce kolem optické osy je vyvola-
van vychylovacim ustrojim 5, které je rize-
no povely z Fidiciho poé¢itade. QObrazec je
zpracovan dal3l optickou soustavou a pro-
mitan na povrch substratu.

Projekéni soustava je urfena zejména pro
elektronové optické litografy a jim podob-
né elektronové optické pristroje.
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PREDMET VYNALEZU

Projekéni soustava elektronového litogra-
fu uréend k formovéani tvaru elektronové-
ho svazku emitovaného autoemisni katodou,
vyznatend tim, Ze stfed formovaciho systé-
mu, ktery sestdvd z vychylovaciho dstroji
(5) pro vychylovani elektronového svazku,

které je umisténé mezi dvéma navzajem sta-
vitelnymi formovacimi clonami (6, 7) je ur-
Cen kriZistém (3) c¢ocky (2), uspofddané
v ose elektronového svazku pod autoemisni
katodou (1).
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